POLSKA
RZECZPOSPOLITA

OPIS PATENTOWY

91567

"~ LUDOWA

Patent dodatkowy
do patentu mnr

URZAD
PATENTOWY
- PRL

Zgloszono: 07.03.74 (P. 169347)

Pierwszenstwo: 08.03.73 Niemiecka Republika

Zgloszenie ogloszona: 01.04.75

Opis patentowy opublikowano: 30.08.1977

MKP D06c 29/00

Int. C1.2 D06C 29/00
Demokratyczna

CZYTELNIA

Uradu Palentawen
Pelingy ko .

Tworcy wynalazku: Helmar Passler, Johannes Christian Morgenstern,
Adolf Andreas Heger, Johannes Giinther Miiller,
Bernard Walter Thme

Uprawniony z patentu: VEB Textilkombinat Cottbus, Cottbus
(Niemiecka Republika Demokratyczna)

Urzadzenie do zatykania kwasem akrylowym poréw warstw po-
wierzchniowych wysoko spolimeryzowanych materialéw, korzyst-
nie tekstylnych wykonanych z wlékien poliestrowych lub polia-
midowych napromieniowanych wstepnie promieniami jonizuja-

cymi

1 .

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do za-
tykania kwasem akrylowym poréw warstw powie-
rzchniowych wysoko spolimeryzowanych materia-
16w, korzystnie tekstylnych wykonanych z wtbkien
poliestrowych lub poliamidowych napromieniowa-
nych wstepnie promieniami jonizujgcymi.

Napromieniowywane wstepnie powierzchnie, w
szczegblnosci z wildkien poliestrowych pokrywa
sie w celu modyfikacji wta§ciwoSci za pomoca
kwasu akrylowego w drodze ich traktowania roz-
cieiczonym wodnym roztworem kwasu akrylo-
wego w temperaturze okoto 100°C przez okolo 30
minut.

Ulegajgcy przy tym rozcieficzeniu kwas akrylo-
wy musi byé réwnocze$nie zageszczany w apara-
turze do zatykania poréw. Wystepuje przy tym,
‘'na granicznej powierzchni warstw gazowej i cie-
klej, silne tworzenie sie wyzszych polimeréw
kwasu akrylowego. Skutkiem tego, taka aparatu-
ra musi byé czesto demontowana w celu mecha-
nicznego usuniecia .utworzonego polimeru.

Znane s3g urzadzenia do =zatykania poréw. w
ktérych kwas akrylowy stluzy do zatykania po-
réw, posiadajgce “stabilizator dla zapobiegania wy-
stepowania  homopolimeryzacji. Jednak wrzacy
kwas akrylowy nie podlega stabilizacji, poniewaz
stabilizator nie przechodzi w stan pary. Z tego
powodu na metalowych $§cianach urzgdzenia osia-
da wolny od stabilizatora - kwas akrylowy, ktory
ma duze sklonnoSci do homopolimeryzacji. i
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Stwierdzono przy tym, ze stosowany w skali
przemystowej stabilizator-eter hydrochinojednome-
tylowy nie dziala wila$ciwie we wrzgecym roztwo-
rze kwasu ak?ylowego.

Stwierdzomo, ze miedZ ogranicza polimeryzacje
kwasu akrylowego.

Celem wynalazku jest unikniecie klopotliwego
demontazu aparatury do zatykania poréw i ko-
niecznoSci mechanicznego wydalania produktéw
polimeryzacji.

Zadaniem technicznym wiodgcym do tego celu
jest opracowanie urzgdzenia do zatykania kwa-
sem akrylowym poréw warstw powierzchniowych
wysoko spolimeryzowanych materialéw, Kkorzy-
stnie tekstylnych wykonanych z wtékien poliestro-
wych lub poliamidowych napromieniowanych
wstepnie promieniami jonizujgcymi, uniemozliwia-
jacego unikniecie wad znanych urzgdzen.

Wedlug wynalazku zadanie to rozwigzano w ten
sposéb, ze w kadzi do zatykania por6w sg osa-
dzone elementy z miedzi izolowane elektrycznie
od obudowy kadzi. Korzystne jest usytuowanie
elementéw z miedzi w postaci pretéw lub siatki
pomiedzy pasami zawracanej wstegi materiatu.

Roéwniez korzystne jest wykonanie rury odply-
wowej i doptywowej dla kwasu akrylowego z me-
talicznej miedzi.

Zastosowanie metalicznej miedzi w kapieli za-
mykajgcej pory likwiduje skutecznie polimeryza-
cje. Konstrukeyjnie niewielkie powierzchnie kon-
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densacyjne z miedzi sluzg temu samemu celowi.

W celu zmniejszenia powierzchni kondensacyj-
nych naczynie, w kté6rym odbywa sie zamykanie
poréw, jest otoczone plaszczem grzewczym. Kon-
densacja powinna przy tym nastepowaé jedynie
na niewielkich powierzchniach z materialu stano-
wigcego czeSciowo lub calkowicie miedz.

Przedmiot wynalazku uwidoczniony na rysun-
ku, na ktérym fig. 1 przedstwia usytuowanie ele-
mentébw z miedzi w kadzi do zatykania poréw,
fig. 2 — urzadzenie w widoku z géry fig. 3 —
usytuowanie matych miedzianych powierzchni
kondensacyjnych, fig. 4 — usytuowanie rur od-
odptywowej i doptywowej.

Urzadzenie 4 do zatykania poréw sklada \sie z
kadzi z miedziang rurg 1 dla doplywu kwasu a-
krylowego i miedziang rurg 7 dla odplywu kwa-
su akrylowego, ktore sg elektrycznie izolowane od
obudowy kadzi. Prety lub siatki 2 miedziane sg
umieszczone pomigdzy rolkami prowadzgcymi dla
przenoszenia obrabianych materiatéw 5. Te prety
lub siatki sg umieszczone pod katem prostym do
obrabianego pasma materialu 5 i sg rozmieszczo-
ne na calej szeroko$ci tego pasma. Dla uniknigcia
duzej powierzchni kondensacji wurzgdzenie 4- do
zatykania por6éw jest otoczone ze wszystkich
stron plaszczem ogrzewczym 6. Z tego powodu
kondensacja kwasu akrylowego wystepuje tylko
w miejscach 2 wykonanych z miedzi metalicznej,
na przyklad na chitodnicy 8 chronionych réwniez
izolacja 8 przed polgczeniem elektrycznym z in-
nymi czeSciami urzgdzenia. Duzej powierzchni kon-
densacji unika sie przez nadanie specjalnego
ksztattu, przykrywie urzadzenia do zatykania po-
ré6w co uwidoczniono na fig. 4. Korpusy chtodza-
ce 3 stuza réwniez jako powierzchnie kondensacji.

Urzadzenie wedlug wynalazku dziata nastepujg-
co.

Przyktad I. Poliestrowg dzianine z dziewiar-
ki okraglej o gramaturze 150 g/m2 napromienio-
wuje sie pod dzialaniem przy$pieszacza elektro-
néw w spos6bb ciggly dawkg 30 Mrad. Energia
elektryczna elektroné6w wynosi przy tym 0,5 MeV.
Tak potraktowany wyréb przeprowadza sie w spo-
s6b ciggly przez urzgdzenie do zatykania poréw 4
wedtug fig. 1 i 2, zawierajgce 25% roztwér wod-
ny kwasu akrylowego, stabilizowany za pomocg
200 ppm eteru hydrochinojednometylowego. W u-
rzadzeniu tym miedZ metaliczna 2 jest umieszczo-
-na w postaci pretéw lub siatek pod katem pros-
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4 .
tym do powierzchni materialu 5. Czas przebywa-
nia dzianiny w urzadzeniu wynosi 1 godzine,
przy temperaturze kapieli 100°C. Nastepnie osad

. kwasu akrylowego gruntownie przeptukuje sig¢ zi-

mng wodg. Przyrost masy wyrobu tekstylnego wy-
nosi okolo 10%o.

Przyktad II Poliestrowa plaskg dzianine lan-
cuszkowg stanowigcg material 5 o gramaturze 150
g/m2 poddaje sie napromieniowaniu przy$§pieszo-
nymi elektronami (energia elektronéw 05 MeV)
dawka 8 Mrad i nastepnie traktuje w ciggu 2
minut 15% roztworem wodnym kwasu akrylowe-
go w temperaturze do 40°C w urzgdzeniu do zamy-
kania por6w 4. W celu zmniejszenia powierzchni
kondensacyjnej, urzgdzenie 4 jest ze wszystkich
stron otoczone plaszczem grzewczym 6. Kondensa-
cja kwasu akrylowego nastepuje jedynie na powierz-
chniach stanowigcych metaliczng miedz2 izolowa-
nych elektrycznie od innych czesci urzadzenia. Po-
wierzchnig kondensacji w urzadzeniu do zatykania
poré6w 4 ogranicza sie przez to,ze przecietny stan
napelnienia okre$la sie tak, iz powierzchnia kwa-
su akrylowego znajduje sie powyzej kadzi urza-
dzenia przez co kondensacja ma miejsce jedynie
na miedzianych elementach chlodzgcych 3. Na-
stepng czynnoS$cig jest ptukanie urzgdzenia za po-
mocg zimnej wody. Stosowany kwas akrylowy sta-
bilizuje sie za pomocg 200 ppm eteru hydrochino-
monometylu. Przyrost masy wyrobu wynosi 20%.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do zatykania kwasem akrylowym
poréw warstw powierzchniowych wysoko spolime-
ryzowanych materialéw, korzystnie tekstylnych
wykonanych z wlékien poliestrowych i poliami-
dowych napromieniowanych wstepnie promieniami
jonizujgcymi, skladajgce sie¢ z kadzi do zatykania
poréw, ktéra ma rolki zwrotne do przewijania
materialu, znamienne tym, ze w kadzi do zatyka-
nia poréw sg osadzone elementy z miedzi, izo-
lowane elektrycznie od obudowy kadzi.

2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym,
ze elementy z miedzi (2) w postaci pretow lub
siatek sg umieszczone pomiedzy pasa_mi nawra-
canej wstegi materiatu.

3. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym,
ze rura doptywowa (1) i odptywowa (7) dla kwasu
akrylowego lub jego roztwor6w sg wykonane z
metalicznej miedzi.
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Fig.3



Fig 4

LZG, Zaki. Nr 3 w Pab., Zam. nr 487-77. Nakl. 115+20 egz.
Cena 10 zi
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